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１．概要（Summary） 

液 体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー  (Liquid 

Chromatography, LC) におけるカラム効率は，充填

する粒子の形状や充填状態等に影響され，一般的に形

状・サイズが均一な粒子を均一に充填することで向上

することが知られている。一方，理論計算によると，

充填粒子の粒度分布がカラム効率に与える影響は極

めて小さいという結果も報告されている[2]。 

本研究では，京都大学ナノハブ拠点の設備を利用して，

構造体にサイズ分布を持たせた多分散型マイクロピ

ラーアレイを作製し，充填層内構造のサイズ分布がカ

ラム効率に与える影響を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザー直接描画装置，レジスト塗布装置，レジスト現

像装置，ウェハスピン洗浄装置，両面マスクアライナー 

 

【実験方法】 

レーザー直接描画装置 (DWL2000, Heiderberg 

Instruments Mikrotechnik) によって，クロムマスク

を作製した。ネガ型レジスト SU–8 を 4 インチ Si 基

板上に回転塗布し，95ºC でソフトベイクした。その

後，両面マスクアライナ露光装置（PEM-800，ユニ

オン光学株式会社）を用いて基板上にクロムマスクの

パターンを描写した。ポストベイク後，現像液 (SU–

8 Developer) に浸漬させ，微小流路の鋳型を作製した。 

作製した鋳型に対して，poly(dimthylsiloxane) 

(PDMS)を塗布・熱重合させ，硬化後の PDMSをガラ

スと接着することで多分散型マイクロピラーアレイ

を作製した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

マイクロピラーアレイをシリンジポンプとサンプ

ルインジェクターに接続し，10 nLの uranineのマイ

クロピラーアレイ内における拡散を蛍光顕微鏡を用

いて測定した。 

構造体長さにサイズ分布のある多分散型マイクロ

ピラーアレイカラムでは，サイズ分布が大きくなるに

つれてカラム軸方向拡散が大きくなった。一方，構造

体幅にサイズ分布のある多分散型マイクロピラーア

レイカラムでは，単分散型マイクロピラーアレイと比

べて物質移動拡散が抑制されていた。この結果から，

流れ垂直方向に大きな構造体や中空の流路が試料拡

散に影響を与えていることが示唆された。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 本研究は旭硝子財団研究奨励の助成を受けたもの

である。 
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